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NAP-XPSを用いた Pd70Au30(111)表面上の CO分子吸着の研究 

An Observation of CO Adsorption on Pd70Au30(111) Surface Using NAP-XPS 
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1   はじめに 

Pd-Au 二元合金触媒はビニルアセテートの合成反

応や一酸化炭素(CO)の酸化反応に活性を示すことが

知られている。特に 100℃程度の比較的低温の条件

下で CO 酸化反応が進行することから、水性ガスシ

フト反応により取り出した水素ガス中の残留 CO 除

去や、エンジン始動直後の排ガス浄化への活用が期

待されている。本研究では、雰囲気 X 線光電子分光

(NAP-XPS)により、Pd70Au30(111)表面への CO 導入

圧に依存した CO 分子の吸着状態の変化を観測した。 

 

2   実験 

測定は PFの BL-13Bに NAP-XPS装置[1]を持込み
行った。励起光エネルギーは Au 4f、C 1s、Pd 3d内
殻軌道に対して、それぞれ 180、380、430 eV に設
定した。Pd70Au30(111)の表面清浄化は Ar+スパッタ
とアニーリング(1000 K)によって行った。清浄化後
の表面は～70%が Au で覆われていることを確認し
た。基板温度 298 K の条件で、CO ガスを最大 100 

mTorrまで導入した。 

 

3   結果および考察 

図 1に COガスを導入した際の C 1s XPSスペクト

ルを示す。CO 導入圧が 10-6 Torr の条件では、結合

エネルギー(BE)～286 eV にピークトップを持つ。こ

の結果は、bridge サイトに吸着した CO が多く存在

することを示している。また、Pd 3d XPS から、こ

の時の表面 Pd 原子は全て CO と結合していること

を確認した。一方で、Au 4f XPS から、Au 上への

CO 吸着はごく少量であることを確認した。CO 導入

圧を上げ、10 mTorr とすると、bridge サイトの CO

が減少し、代わりに BE～286.5 eV にピークを持つ

topサイトに吸着した COが増加する。この結果から、

10 mTorr の環境下では、bridge サイトに吸着した

COが topサイトへ移動し、被覆率が上昇することが

分かった。 
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図１：CO ガス圧 10-6 Torr と 10 mTorr における

Pd70Au30(111)表面の C 1s XPSスペクトル。各ピーク

成分は CO の吸着したサイトの違いを反映している

(h, hollow; b, bridge; t, top)。 

 

4   まとめ 

NAP-XPS を用いて、 CO ガス雰囲気下での
Pd70Au30(111)表面上の CO 分子の吸着挙動を調べ、
以下の性質を明らかにした。(1)合金表面では Au が
偏析している。(2)CO分子は表面上の Pd原子に吸着
しやすい。(3)導入ガス圧に応じて CO の吸着サイト
が変化する。 
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